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(57) Resumo: PROCESSO DE TRATAMENTO DE CAMARA COM PAREDES REFRATARIAS A presente invengao refere-se a
um processo de tratamento de uma camara com paredes refratarias, comportando uma projegdo nessa camara, em presenca de
oxigénio, de uma composicdo de tratamento que compreende pelo menos um composto organico de silicio e pelo menos um
hidrocarboneto, e uma projegao de temperatura dessa composigio de tratamento projetado, a projecdo em presenga de oxigénio
tendo ocorrido na camara fechada na qual a composigdo de tratamento, em um estado majoritariamente liquido, é pulverizada
sob a forma de particulas em suspensao, o processo compreendendo, além disso, uma decomposigdo de pelo menos um
composto orgéanico de silicio com formagdo de um aerossol de silica coloidal na camara fechada e estabelecimento de uma
superpressao nesta e uma aferigdo de uma camada de silica coloidal sobre as paredes refratarias com, na sequéncia dessa
superpressao, penetragao da silica coloidal nas microfissuras.
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Relatdrio Descritivo da Patente de Invengédo para "PROCESSO
DE TRATAMENTO DE CAMARA COM PAREDES REFRATARIAS".

A presente invengao refere-se a um processo de tratamento de
uma camara com paredes refratarias, comportando

- uma proje¢ao nessa camara, em presenga de oxigénio, de uma
composigao de tratamento compreendendo:

- pelo menos um composto organico de silicio que forma uma
parte majoritaria em peso dessa composi¢ao; e

- pelo menos um hidrocarboneto capaz de, em presenga de oxi-
génio, dar origem, a uma primeira temperatura, a uma reagao exotérmica; e

uma projecao de temperatura dessa composi¢cao de tratamento
projetada até pelo menos essa primeira temperatura (ver, por exemplo, JP-
07-247189).

As paredes refratarias, quer sejam constituidas de tijolos, quer
de um material monolitico, mostram com o tempo dos sinais de degrada-
¢Oes, em particular um aumento de sua permeabilidade aos gases e com-
postos volateis. E notadamente o caso das paredes de fornos a carvao,
constituidas de tijolos de silica, que delimitam as camaras de coqueificagao,
e as chaminés de aquecimento. Por fadiga térmica e mecanica, uma rede de
microfissuras se cria no meio dessas paredes, o0 que da origem a passagens
de compostos organicos da camara de coqueificagao em dire¢gdao as chami-
nés, e dai para a chaminé (emissao de compostos organicos volateis — COV
— cujo teor limite é regulamentado e controlado pelas autoridades).

Como essas microfissuras nao sao marcaveis individualmente,
considerando-se sua dimensdo, um tratamento ou uma abordagem global
deve ser pesquisada.

No pedido de patente japonesa JP-07-247189, descreve-se um
reparo de um espago estreito de uma parede refrataria, projetando nesse
lugar uma mistura de gas silano e de oxigénio ou de gas contendo o oxigé-
nio, de maneira a formar uma curta chama, essa mistura podendo conter um
pé de formagao de refratario, assim como eventualmente, além disso, um

hidrocarboneto. Esse processo apresenta o inconveniente de fazer uso de
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um gas silano altamente instavel, e dessa forma se imagina dificiimente a
possibilidade de aplica-lo na pratica, na industria, considerando-se a sua
periculosidade (combustao explosiva).

Na patente europeia EP-B-0708069, o processo consiste em
projetar sobre a parede refrataria, a uma temperatura situada entre 500 e
1200°C, uma suspensdo aquosa compreendendo na maior parte silicato de
sédio, um composto do litio (hidréxido ou carbonato de Li), um borato de me-
tal alcalino e um composto de tipo organossilicato de sédio solluvel na agua.
Por decomposigao deste e reagdo com os outros constituintes, forma-se
uma camada fundida ou vitrea na superficie da parede refrataria tratada, que
diminui sua permeabilidade aos gases.

Pelo pedido de patente internacional PCT WO 03/076357, co-
nhece-se também um processo de atomizagao a seco de uma mistura pulve-
rulenta, compreendendo silicatos de metal alcalino, sais alcalinos (carbonato
de Na ou de K), um agente endurecedor (borato de Na ou acido bérico) e um
produto de acabamento (sulfato de Na). A camada vitrea ou ceramica assim
produzida melhora o estado de superficie e é considerada como obturando
as fissuras.

Para que, por um ou 0 outro desses trés processos anteriores,
chega-se a obturar a totalidade da rede das microfissuras desenvolvidas so-
bre toda a superficie das paredes refratarias referidas (aproximadamente
100 metros quadrados por cdmara de forno a carvao), seria preciso realizar
um trabalho consideravel, particularmente longo e dificil, sobretudo nos lo-
cais inacessiveis. Com efeito, nesses processos, os unicos locais tratados
sdo aqueles efetivamente atingidos pelo jato de projecao e, como a posigdo
exata das microfissuras nao é detectavel, um tratamento da superficie inteira
se impde. O tratamento é feito sempre na cdmara aberta, a fim de permitir
ao operador visualizar bem o local da parede que deve ser reparado e orien-
tar a lanca de projecao no bom local.

Um tratamento enderegado, em sua globalidade, a toda a super-
ficie referida por essas microfissuras nao é previsto na técnica anterior e de-

ve, por conseguinte, ser pesquisado.
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Sao conhecidas também composi¢des de revestimento a base
de diorganopoli-siloxano (EP-A-0994158) ou de silsesquioxano e de polissi-
lazano (S-B-5776699) eventualmente em um solvente hidrocarbonado que
sao destinados a serem aplicadas a frio sobre substratos, notadamente
componentes eletrénicos, depois aquecidas para seu endurecimento.

Para resolver os problemas pré-citados apresentados pelas pa-
redes refratarias de camaras de tratamento, previu-se, de acordo com a in-
vengao, aplicar um processo, tal como indicado no inicio, no qual:

- a projegao em presencga de oxigénio ocorre na camara fechada
na qual a composi¢cao de tratamento, em um estado majoritariamente liqui-
do, é pulverizada sob a forma de particulas em suspensao;

e pelo fato de o processo compreende, além disso,

durante essa reagao exotérmica, uma decomposicao de pelo
menos um composto organico de silicio com formagao de um aerosol de sili-
ca coloidal na camara fechada e estabelecimento de uma superpressao nes-
te; e

- uma aferigado de uma camada de silica coloidal sobre as pare-
des refratarias dessa camara com, na sequéncia dessa superexpressao,
penetragao da silica coloidal nas microfissuras das paredes refratarias.

Vantajosamente, essa composicao majoritariamente liquida é
projetada sob pressao em um jato de oxigénio ou de gas contendo o oxigé-
nio no interior da camara com paredes refratarias a tratar, de maneira a for-
mar uma suspensao de particulas liquidas no interior do volume da camara
que esta no estado fechado. Essa projegao ocorre, de preferéncia, enquanto
que a camara nao foi resfriada, o que representa uma economia notdria de
energia. Pelo menos um hidrocarboneto vai, em presenca do oxigénio e a
temperatura elevada da camara, de preferéncia de pelo menos 800°C, dar
origem a uma reagao exotérmica. Essa combustao vai acarretar a decompo-
sicao do(s) composto(s) organico(s) de silicio com formagao na camara fe-
chada de um aerossol de silica coloidal e uma eleva¢cao notavel e rapida da
pressao nesta. O aerossol de silica coloidal se expande entdo em todo o
volume da camara. Uma parte dessa silica coloidal se deposita sobre a su-
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perficie das paredes refratarias da camara e, pelo efeito da superpressao ai
reinante, uma outra parte é arrastada nas microfissuras e ai se deposita até
sua obturagdo. O tratamento €, portanto, global, sobre toda a superficie das
paredes refratarias e em todas as microfissuras que ai poderiam se achar.

Pela expressao segundo a qual pelo menos um composto orga-
nico de silicio forma uma parte majoritaria em peso da composigao de trata-
mento, é preciso entender que a fragao ponderal do(s) composto(s) organi-
co(s) de silicio € superior aquela de qualquer outro constituinte da composi-
¢ao.

Pela expressao, segundo a qual, a composicao de tratamento é
pulverizada em um estado majoritariamente liquido, € preciso entender que
todos os seus componentes sao liquidos ou os componentes liquidos dessa
composigao formam uma fragao ponderal superior aquela de qualquer outro
componente desta. Vantajosamente, a composi¢ao sera, portanto, liquida,
mas podera também se apresentar sob a forma de um liquido, no qual parti-
culas sdlidas estao em suspensao.

De acordo com uma forma de realizagao da invencgao, pelo me-
nos um composto organico de silicio € pelo menos parcialmente soluvel em
pelo menos um hidrocarboneto, de preferéncia totalmente soluvel.

Assim, é possivel ajustar suas propor¢des em fungao das condi-
¢Oes de projecao (viscosidade da mistura) e de combustao (entalpia), a fim
de otimizar o rendimento de formagao a elevada temperatura da silica coloi-
dal na camara a tratar. Por elevada temperatura, é preciso entender, de pre-
feréncia, uma temperatura superior a 800°C. De preferéncia, a viscosidade
cinematica da composigao, de acordo com a invengao, € inferior ou igual a
100 ¢St (10 m2.s™).

Gragas a estabilidade do aerossol de silica coloidal que gera,
essa composi¢cao, de acordo com a invengao, pode atingir globalmente toa-
das as superficies referidas a partir de um ou de alguns pontos de projecao,
segundo a amplidao do volume da camara ou do reator a tratar, o que repre-
senta um ganho de tempo consideravel (perdas de produgdao minimizadas) e

uma certeza de ter atingido 0 maximo de microfissuras a obturar.
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A quantidade de mistura a utilizar é nitidamente reduzida, gracas
ao elevado rendimento da transformagao em silica dos compostos organicos
de silicio (por exemplo, a transformag¢ao de dimetil siloxano em silica = 80 %
em peso), e gragas ao volume especifico elevado da silica coloidal obtida,
que esta compreendido vantajosamente entre 8 e 15 litros/kg.

A manipulagao da mistura liquida a projetar, embora seja infla-
mavel, é facilitada e bem controlavel. A projecao pode ser feita na camara
fechada por um orificio aberto, por exemplo, na porta de acesso. De prefe-
réncia, utilizara o orificio de visita superior ou um orificio de carregamento,
que existe habitualmente nas cdmaras com paredes refratarias notadamente
dos fornos a carvao.

De preferéncia, pelo menos um composto organico de silicio é
escolhido dentre o grupo constituido dos silicones, siloxanos, organossilica-
tos e siloxissilicatos de cadeia linear, ciclica ou ramificada, substituidos ou
nao substituidos, polimerizados ou ndo polimerizados e de suas misturas.

Vantajosamente, pelo menos um composto organico de silicio €
substituido por pelo menos um grupo alquila ou arila. Podem-se, por exem-
plo, citar 6leos ou resinas de silicone, alquilsiloxanos, de preferéncia do di-
metilsiloxano, ciclossiloxanos, como, por exemplo, decametil pentaciclossilo-
xano, silocoxissilicatos, como notadamente trimetil siloxissilicato ou ainda
organos-silicatos, como o tetraetil orto-silicato.

De acordo com uma forma vantajosa de realizagao da invengao,
pelo menos um hidrocarboneto é escolhido dentre os hidrocarbonetos alifati-
cos ou aromaticos. Podem-se considerar vantajosamente hidrocarbonetos
alifaticos com cadeia linear ou ciclica, em Cs e mais, em particular em Cs a
C12, por exemplo, o hexano, ciclo-hexano, o heptano, ou suas misturas. Co-
mo hidrocarbonetos aromaticos, podem-se citar, por exemplo, o benzeno, o
tolueno, o xileno, ou suas misturas.

A composig¢ao de tratamento, de acordo com a inveng¢ao, pode,
além disso, compreender pelo menos um aditivo comum no tratamento dos
substratos refratarios, por exemplo, um aditivo como p6 de talco, da cal, do

caulim, ou ainda da fumaga de silica. No caso de aditivo sdlido, apresentara
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vantajosamente sob a forma de particulas em suspensao na composi¢ao de
tratamento majoritariamente liquida.

Uma composigao de tratamento, de acordo com a invengao,
compreende vantajosamente:

a) 50 a 90 %, de preferéncia 70 a 80 % em peso de pelo menos
um composto organico de silicio;

b) de 10 a 50 %, de preferéncia 20 a 30 %, em peso de pelo
menos um hidrocarboneto; e

c) 0 a 20 % em peso de pelo menos um aditivo comum para o
tratamento de substratos refratarios, tal como, por exemplo, aqueles citados
acima, a soma das percentagens de a) a ¢), dando 100 % em peso.

O processo, de acordo com a invengao, de tratamento ou de re-
paro de uma parede refrataria que constitui o total ou parte de uma camara
ou de um reator industrial consiste vantajosamente em projetar, a alta tem-
peratura, com o auxilio de um bocal de atomizagao alimentada com um gas
comprimido, contendo o oxigénio, uma composi¢ao de tratamento combusti-
vel, segundo a invengao. Na sequéncia da combustao do(s) hidrocarbone-
to(s), o(s) composto(s) organico(s) de silicio decompostos geram um aeros-
sol de silica coloidal que se expande em todo o volume da camara fechada e
se deposita sobre suas paredes.

Esse depdsito de silica coloidal, de inicio fino, acaba por tomar a
forma de um colchao na superficie da parede refrataria ou de uma massa de
bujonamento porosa nas microfissuras, nas quais ele penetra sob o efeito da
superpressao provocada pela reagao exotérmica mencionada em um volume
fechado.

Por gas contendo oxigénio, é preciso entender um gas contendo
unicamente ou de modo parcial 0 oxigénio, como o0 oxigénio puro, o oxigénio
técnico das misturas de oxigénio e de gas neutro, assim como o ar.

A primeira temperatura mencionada €, de preferéncia, superior a
800°C, vantajosamente a 900°C.

De acordo com um modo de realizagao vantajosa da invengao, o

processo compreende, apds essa aferigao, uma elevagao de temperatura da
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camara a uma segunda temperatura superior a primeira temperatura men-
cionada e uma densificacdo dessa camada de silica coloidal aferida. A essa
segunda temperatura, por exemplo, superior a 1000°C, de preferéncia a
1100°C, o colchdo de silica coloidal comega se densificar para formar um
revestimento mais fino e bem aderente a superficie da parede refrataria; da
mesma forma, os bujées porosos nas microfissuras se consolidam, por den-
sificagao.

De acordo com um modo particular de realizagao do processo,
conforme a invengao, as paredes refratarias da caAmara separam esta de um
volume externo e o0 processo compreende, além disso, durante essa proje-
¢ao na camara fechada, um fornecimento desse volume externo a uma
pressao inferior aquela da camara com paredes refratarias que favorece es-
sa penetragao de silica coloidal nessas microfissuras. A penetragdo mencio-
nada é, entao, induzida pela depressao estabelecida nas microfissuras.

Esse volume externo é frequentemente constituido de pelo me-
nos um compartimento de combustao, como, por exemplo, as chaminés de
aquecimento das cadmaras de coqueificacao dos fornos a carvao, e o pro-
cesso, segundo a invengao, pode, entao, compreender, antes dessa proje-
¢ao, um fornecimento de pelo menos um compartimento de combustao a
uma pressao superior aquela da camara com paredes refratarias e uma ins-
pegao, nesta, de uma presenga de chamas em mechas provenientes de pelo
menos um compartimento de combustao por intermédio de microfissuras
que atravessam essas paredes refratarias. Essa etapa prévia permite, por-
tanto, verificar a existéncia de microfissuras atravessadoras e a necessidade
ou a urgéncia de um tratamento das paredes refratarias. Um processo idén-
tico pode ser realizado, apos tratamento para verificar a eficacia deste, o que
aparece sob a forma de uma auséncia de chamas em forma de mechas, a-
pds tratamento.

A invengao é também relativa a uma utilizagdo de uma composi-
¢ao de tratamento em um estado majoritariamente liquido, compreendendo:

- pelo menos um composto organico de silicio que forma uma

parte majoritaria em peso dessa composi¢ao; e
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- pelo menos um hidrocarboneto capaz de, em presenga de oxi-
génio, dar origem, a uma primeira temperatura, a uma reagao exotérmica,
para o tratamento de paredes refratarias de uma camara por proje¢gao dessa
COmposi¢ao nessa camara em presenga de oxigénio.

A presente invengao vai a presente ser explicada, de maneira
mais detalhada, com o auxilio de exemplos dados abaixo a titulo nao limitati-
VO.

EXEMPLO 1 (exemplo de comparacao)

Nesse primeiro exemplo, projetou-se na camara de um forno a
1000°C com o auxilio de uma pistola a ar comprimido um dleo de silicone
puro de tipo dimetil siloxano com uma viscosidade de 350 cSt (3,5.10* m?.s’
). O aerossol de silicone projetado se inflama dificilmente na atmosfera
quente da camara, mesmo projetando-o contra a parede refrataria do forno.
A formagao do aerossol de silica coloidal nao é regular e de baixo rendimen-
to.

EXEMPLO 2 (exemplo de comparacao)

Nas mesmas condi¢ées de proje¢cao que no exemplo 1, dessa
vez foi projetada uma mistura constituida de 50 % em peso de trimetil silo-
xissilicato (resina de silicone) e de 50 % em peso de decametil pentaciclossi-
loxano (6leo de silicone) de uma viscosidade de 450 cSt (4,5. 10* m2s™"). A
formagao do aerossol de silica coloidal nao é regular, mas apresenta ja um
melhor rendimento que no primeiro exemplo.

EXEMPLO 3

Nas mesmas condi¢cbes de projecao que no exemplo 1, projetou-
se uma composi¢ao constituida de 70 % em peso de resina de silicone (tri-
metil siléxi-silicato) e de 30 % em peso de um hidrocarboneto aromatico (xi-
leno), essa composicdo apresentando uma viscosidade de 10 ¢St (10° m?.s’
'). A formagdo do aerossol de silica coloidal é dessa vez bem regular com
um bom rendimento e uma estabilidade muito boa (sem recaidas); a silica
coloidal assim formada vem aderir sobre as paredes do forno e forma pouco
a pouco uma camada de varios mm de espessura; da mesma forma, as fis-

suras existentes nessa parede sao colonizadas por essa silica até obtura-
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cao.

A temperatura do forno foi, em seguida, elevada até 1200°C.
Desde 1050°C, a silica comega a calcinar (densificagao), o que leva a con-
solidagao da camada aderente as paredes e bujdes de silica que preenchem
as fissuras.
EXEMPLO 4

A mesma experiéncia foi realizada em uma camara de forno a
carvao. Inicialmente, foram inspecionadas as paredes da camara, forcando
as chamas a se formarem no nivel das fissuras atravessadoras por uma co-
locacao em superpressao das chaminés. Uma vez as portas fechadas, por
um orificio embaixo de porta, realizou-se a uma temperatura de aproxima-
damente 950°C a pulverizagao da composi¢ao do exemplo 3 que, por com-
bustao, gerou o aerossol de silica coloidal e uma brusca elevagao de pres-
sao no interior da camara. A silica coloidal se depositou conforme esperado
sobre as paredes da camara, mesmo nos locais os mais afastados e ai
compreendidas nas fissuras atravessadoras. Para favorecer o fendmeno de
penetracao da silica nas microfissuras, se colocaram, além disso, as chami-
nés para criar uma corrente de aspiragao. No fim da operagédo, uma recolo-
cacao em temperatura da camara (1100°C), durante algumas horas foi ob-
servada, a fim de permitir a consolidagao do depdsito de silica. A camara foi,
em seguida, inspecionada por uma recolocagao sob pressao das chaminés:
90 % das chamas foram suprimidos em consequéncia de uma obturagao das
fissuras atravessadoras apds um unico tratamento; se necessario, um se-
gundo tratamento pode ser operado para perfazer o resultado ou, no caso de
uma fissura com uma abertura muito larga, um outro processo de reparo se-
ra, entao, adotado.

EXEMPLO 5

Conforme no exemplo 4, projetou-se em uma camara de forno a
carvao, portas fechadas, a mistura do exemplo 3, mas, desta vez, utilizando
0 oxigénio técnico, como gas de pulverizagao.

Essa maneira de proceder permite pulverizar em continuo a mis-

tura liquida garantindo sua combustao total e a formagao com um rendimen-
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Fora, com efeito, observado que, procedendo-se como no e-
xemplo 4, isto é, por projecao ao ar comprimido, pode acontecer que, em fim
de projegao, a quantidade de oxigénio disponivel na camara para a combus-
tao se torna insuficiente, acarretando a formagao de residuos carbonados
(fuligens) e de uma silica coloidal de menor qualidade.

EXEMPLO 6

Para dispor de maior fluidez em pulverizagao, a mistura é, dessa
vez, constituida de tetraetil ortossilicato (TEOS) (70 %) e de heptano (30 %).
E pulverizado ao ar comprimido, como no exemplo 3, em uma camara a
1000°C.

Gragas a pulverizagao em goticulas muito finas, a combustao é
instantanea; a nuvem de silicone coloidal ganha todo o volume da camara a
tratar e se infiltra nas microfissuras das paredes refratarias.

EXEMPLO 7

Para acelerar a densificagao, até mesmo a vitrificagao da super-
ficie tratada, a mistura do exemplo 3 constituiu o objeto de um acréscimo de
talco (10 %) e de caulim (10 %) finamente moidos, mantidos em suspensao
na mistura liquida por agitagao mecanica. Sua pulverizagao a alta tempera-
tura na camara levou a formagao de um depdsito uniforme de silica, que se
densifica mais facilmente.

Deve ser entendido que a presente invengcao nao esta, de modo
nenhum, limitada as formas e modos de residuo descritos acima e que mui-
tas modificagbes podem ser ai feitas, sem que se saia do ambito das reivin-
dicacdes anexadas.
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REIVINDICAGOES

1. Processo de tratamento de uma camara com paredes
refratarias, compreendendo

pulverizar uma composi¢ao de tratamento na referida camara,
em presenga de oxigénio, a referida composicdo de tratamento
compreendendo

pelo menos um composto organico de silicio que forma
uma parte majoritaria em peso da referida composicéo e
pelo menos um hidrocarboneto capaz de, em presenga de
oxigénio, dar lugar, a uma primeira temperatura, a uma
reacao exotérmica; e

uma elevagao de temperatura da referida composi¢do de
tratamento pulverizada até pelo menos a referida primeira temperatura,

sendo o referido processo, caracterizado pelo fato de que a
pulverizacdo em presenga de oxigénio ocorre na camara fechada na qual a
composi¢cdo de tratamento, em um estado majoritariamente liquido, €
atomizada sob a forma de particulas em suspenséo, e

sendo que o referido processo compreende ainda, durante a
referida reag&o exotérmica, uma decomposi¢édo de pelo menos um composto
organico de silicio com formagao de um aerossol de silica coloidal na camara
fechada e determinagdo de uma sobrepressd0 na mesma, e um
espalhamento de uma camada de silica coloidal sobre as paredes refratarias
da referida camara com, na sequéncia da referida sobrepressao, penetragao
da silica coloidal nas microfissuras das paredes refratarias.

2. Processo, de acordo com a reivindicag&o 1, caracterizado pelo
fato de que compreende, apds o referido espalhamento, uma elevagéao de
temperatura da referida camara a uma segunda temperatura superior a
primeira temperatura mencionada e uma densificacdo da referida silica
coloidal que foi espalhada sobre as paredes refratarias da referida camara e
que penetrou nas referidas microfissuras.

3. Processo, de acordo com uma das reivindicagbes 1 e 2,

caracterizado pelo fato de que as referidas paredes refratarias da camara
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separam a referida camara de um volume externo e

sendo que o referido processo compreende ainda, durante a
referida pulverizagdo na camara fechada, uma pressurizagdo do referido
volume externo a uma pressao inferior aquela da camara com paredes
refratarias que favorece a referida penetracéo de silica coloidal nas referidas
microfissuras.

4. Processo, de acordo com a reivindicag&o 3, caracterizado pelo
fato de o referido volume externo consiste em pelo menos

um compartimento de combustao e

sendo que o referido processo compreende, antes da referida
pulverizagcdo, uma pressurizagao de pelo menos um referido compartimento
de combustdo a uma pressdo superior aquela da camara com paredes
refratéarias e uma inspecdo, na mesma, de uma presenga de emissdes
provenientes de pelo menos um compartimento por intermédio de
microfissuras que atravessam as referidas paredes refratarias.

5. Processo, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1
a 4, caracterizado pelo fato de que pelo menos um composto organico de
silicio é pelo menos parcialmente soluvel em pelo menos um hidrocarboneto.

6. Processo, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1
a 5, caracterizado pelo fato de que pelo menos um composto organico de
silicio é escolhido dentre o grupo consistindo em: silicones, siloxanos,
organossilicatos e siloxissilicatos de cadeia linear, ciclica ou ramificada,
substituidos ou n&o substituidos, polimerizados ou n&o polimerizados e
mistura dos mesmos.

7. Processo, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1
a 6, caracterizado pelo fato de que pelo menos um composto organico de
silicio é substituido por pelo menos um grupamento alquila ou arila.

8. Processo, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1
a 7, caracterizado pelo fato de que pelo menos um hidrocarboneto € escolhido
dentre os hidrocarbonetos alifaticos ou aromaticos.

9. Processo, de acordo com a reivindicagao 8, caracterizado pelo

fato de que pelo menos um hidrocarboneto é escolhido dentre o grupo
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consistindo em hexano, ciclohexano, heptano, benzeno, tolueno, xileno e
misturas dos mesmos.
10. Processo, de acordo com qualquer uma das reivindicagées
1 a 9, caracterizado pelo fato de que a referida composi¢gao de tratamento
5 compreende ainda pelo menos um aditivo comumente utilizado no tratamento
dos substratos refratarios.
11. Processo, de acordo com qualquer uma das reivindicages
1 a 10, caracterizado pelo fato de que a referida composigao de tratamento
compreende:
10 (a) 50 a 90 % em peso de pelo menos um composto organico de
silicio;
(b) 10 a 50 % em peso de pelo menos um hidrocarboneto; e
(c) 0 a 20 % em peso de pelo menos um aditivo comumente
utilizado para o tratamento de substratos refratarios,
15 sendo que a soma das percentagens de (a) a (c) € de 100 % em
peso.
12. Processo, de acordo com qualquer uma das reivindicagdes 1
a 11, caracterizado pelo fato de que a referida composigao de tratamento

apresenta uma viscosidade cinematica inferior ou igual a 100 cSt (104 m2.s™).
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